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, " ! Motanal Traaer aus derartigem 

— Z„„ n folien- Oder bandformigem Material. 1 rager 

Antragslosung und der Tempwator o sjch um 

CSrt. Bei dem N^^^SteaiS elnen schich«6r- 
reines. kristallinea "*^*?^Bhong dar Alkaliresistem 
miaen polymaren Aufbau. Zur » ^ d mit ion en- 

^UkatSarten ^ ^^Ci«er. oder mit 
Mtigem ^^S^^WWto^ anthaHen. 
losungen, die mkbii 
nachgespult. 
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. . unterlagen entnommen 
Die folB en-e„ Angob,,. - den vo. *— « 3£S£«. « SOSO^S 
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Beschreibung 



to 



15 



20 



^ frtlien- oder bandfdrmigcm Material 

phischenDruckvprganfr Reproduktionsschic ht e n zum Herstellen von OKsetdruckplatte 

55 lie eine ^*^S2^?enW0gig W^^A beschriebenen Art 

SUikatisierungvermiedenoder zumi durch Verfahren Uer cingwg n ^ 
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Oberfiachentopographic w>e Kaumg^ ..K^nHt.inff wird fur eine Zeit von 



handlung wiru "^^"V. Stroma rten vorgenommen. w ui^-^hmasstiifc W mit ionenhaltigero ww™ 



die beispielwcise cinen diskontinuierUch mit Platten oaer rone. -v^" 

Alte Verfahre^en kSMW tokommm n elektroc hemischen Auf- 

bevonugtkonttoweriu*nw^ kontin uierlicher VerfahrensfOhnmg m der e«*™ ^scdere von 

BezOglich der Verfahrensparameter t>* ™ ^ oxidation des Scta*ttritewmat e«us. ms 36 

raSsstufe, der Y^S^^ £25 0 154 ebenSO 
Aluminium, wird auf die AjHWi" " Zeilen 11 bis 60 verwieseaDiese ausiuu^ ^g^ochembchen 
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setztwird, 



isamuu^"--" — - Hvidcewidits in aer UDemawi* 

Die in Fig. 1 g«e.gte S^»^^^ likatge rQste S aus Natnunuonen ,d.e der ado * darge stellt suid. 
ren weflenfdrmigen Scmchtaufcau des £ii 6 Silizium durch Weme schwarae *gs ^ eine 

Kugeta, Sauerstoff durch g^e *hwarz e Kuge ^ Natnumscluch^ka^e^em^ Verbin . 
Di TNatriumionen Begen nahezuu ^'^^ 
Schichtkieselsaure handel^m 

dung ist nahezu identisch nut der des Miner Nat riumsch|cht ■£ ^ anschlieBend 

nanfelt AlsBaskmat^^ Das ^tene 

Natronlauge verwendet, aus °" . die De i ta .Modirikation to. 1 ™^^ i^ung dringt Wasser 

entwassert und bei hoher ]^*^ „ g^m* komp aktiert werden-In^ waBnger * ^ 
Produktkanngema^ 

zwischenzweiSchichtenundweneroc ^gnesiumionen des s pmwassers, h NrtrtanAmen des 

Lnen zuganglich. So ^^^dSMinen^ Scm*^tge^^d.h*e m 

stabilisiert den pH-Wert Das Produkt w e „tsDrechendSchichtkieseisaure) sind 

• j.. ™ucfr«ie N.-Sdilchtsililot ml Kmenut-SlnilOTr p 
nach dem zweistufigen Vertanren 
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fflhrt: 

Alkaliresistenzmessung 



. ^ . M ,r*i~i p.nmiemoeratur m erne 0,1 N NaOH-L6sung nui " chbestimratDazu 




zweter Probeii ein Mittelwert g^Ude*. ^e ^jresistcnz bei eincm Oxidgewicht von 

* 351 B/m 2 112 ± 10Sekunden,wobeidiwerWertein^ttelwe^ 

* R&TzeigtdieSilikatisi^ in w&Briger U>sung bei 

asai.saJg5 r..,'^s. -ie;t 

iw cMnnhttrazer mit dem hbchsten Si/Al- vernaixnis wiru iw oivzeriiL die einen pH-Wcrt von 3,u 

SchtaMtrS ^rd elektrochemisch in Sataaur* ^"^^J "J" D Xd£ Oridschfcht betragt etwal pL 
GesamSicke betragtO^ mm, das Oxidgewicht hegt b£ JJT J";*^ m einer waBr igen L&sung mit einer 
Sr e Shbehandlung erfolgt gcmaB dem tg*™**^ 

« lVoige NatriummetasilikatlSsung (10 g/1 Na 2 SiOs x 5 H,U. wo 
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temperaturvon60°C3,2T 

Die Bestimmung des Flachengewichts von Aluminiumoxjdschichten erfolgt durch cheraisches Ablfisen gemaB 
der DIN-Norm 30 944 (Ausgabe Marz 1969) in Verbindung mit einer interncn Bctriebsvorschrift der Anmelde- 
rinaus dem Jahr 1973, 

Anhand von Fig. 4 werden die Alkaliresistenzmessungen von Schichttragern nach einer Benandlung rait 
Natriumschichtsilikat und NachspOlung mit Wasser mit unterschiedlicher Zusammensetzung erlautert Bei den 
Versuchen wurden Aluminiumschichttrager in einer l%igen Natriumschichtsilikat-Losung (10g/l Natrium- 
schichtsilikat in VE-Wasser) bei verschiedenen Tauchtemperaturen im Bereich von 40 bis 80°C unterschiedhch 
lang getaucht, wobei die Tauchzeiten 10, 30 und 120 s betragen. Nach Abquetschen der Losung wurde im 
NachspUlschritt die Probe entweder mit VE-Wasser oder Stadtwasser bei Raumtemperatur ca. 20 s lang 
behandelt. Die Ergebnisse dieser Versuche sind in Fig. 4 dargestellt 

AuBerdem wurden weitere Versuche, bei denen von einem nachbehandelten Trager (1 %ig Natnumscnichtsili- 
kat-L6sung/VE-Wasser, Tauchbadtemperatur 60° C, Tauchzeit variiert) ausgegangen wurde, durchgefQhrt (s. 
Tab.l). 

Tabelle 1 



to 



15 



•&-Na 2 Si20 5 - 
Nachbehandl , 



Nachspuien 



Alkali- ESCA:X/A1 
resistenz (x=Si,Na,Ca) 



20 



1 k Natrium- 
schicht s ilika t - 
Ldsung 

Taucht erap . 6 0 ° C 



Tauchzeit/ s 



20 
120 
20 

120 



120 
120 
120 
120 
120 



10 
30 
120 



(20s) 



Max. nach s 



30 



VE-H 2 0 
VE-H 2 0 
Stadtwasser 

Stadtwasser 



VE-H 2 0 

VE-H 2 0 

VE-H 2 0 

Ve-H 2 C 

Stadtwasser 

60 °C/20s 

VE-H 2 0 
VE-H 2 0 
VE-H 2 Q 





Si 


Na 


Ca 


80/82 


0,33 


0,18 




99/61 


0,44 


0,22 




206/127/ 


0,34 


0,04 


0,06 


188 








447/244/ 


0,47 


0,06 


0,07 


209 








78 


. 0,46 


0,20 




119 


0,51 


0,15 




118 


0,43 


0,22 




86 


0 f 43 


0,21 




307 


0,43 


0,03 


0,06 


100 


0,27 


0,14 


0,02 


95 . 


0,36 


0,18 


0,01 


150 


0,43 


0.16 


0.02 
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pH = 7,4ft° D.H. (Deutsche Harte) , 10,™CO 3 Kar- 
bonatharte; 

Ca-lonen 85 mg/1 Cl-Ionen 102 mg/1 

Mg-Ionen 15 mg/1 S0 4 -Ionen 75 mg/1 

ma/1 NO-j-Ionen 6 mg/1 

Na-Ionen 61 mg/x * «3 

c o ma/1 siOo-Ionen 5,9 mg/x 

K-Ionen 5,8 mg/1 

DOC 0,8 mgC/1 

mit DOC = gelSster, organisch gebundener Kohlenstoff 

NebenNaasindhaup*^^^ 

Wie F.g. 4 zeigt, lief ert d.e NachspOlung f£™S£S^ mit Stadtwasser ergibt einc Al^«BtMZ 
gering von der Tauchtempemur abhangig ist Die Nacnwnana ^ Nachbe handlung mit VE-Wasser. 

deraioxidierten Alutnimumoberflache, A^to^w Natriuinschichtsilikat-Losung stark an. 
Diese Alkaliresisteiusteigtnutz^^^ Alunu^cmchttrager nut emcr 

to Rahmen dieser Versuche (siehe Tab iSSfi engesputt and anschlieBendmit VE-Wa»er 

nachgespuk. Der Mittelwert der gemessenen Alk^iresBtenz aus secns v* ^ d - ^iresfetcnz emer 

ten Platan betragt 106 ± .19 s ^ZS^^^S^^^ M ' " &h ? hU £ der 
Standard-Silikatisierung, bei der nut St ^*^S U ^ . 
AlkaliresistenzbeiSpttlungimtSt^asserwe^ ^ Stadtwasse r ist vermudich 

We nachgewiesene deudich erhShte ^ 

Stct^MgsowiegegebenerfaJkm^ 

Eswurden\u«mUntersuchung^ 
delten Schichttrager mit verscmedene ^^5^1 AlSsktenzmessnngen wurden desweiteren an stan<tod- 
A\r Alkaliresistenz zu steigern und zu stabiusieren. Ancaurcwai Bn ionhaltf een Salzlosungen nachgespttlt 

NactepMUMf*" Altai*..*™* 

_ . xrr? 910/204 s bis zum Maximum 

? , ^ g 2 a Sm m VESS aSszum Maximum 
UO^jgNaHCOamVEW Maximum 

0.4%.gNa 2 CO J .nVE-Hg 4 13s bis zum Maximum 

VSgSSSZZSS. ^sbiszumMaximum 

Neben den Erdalkalikationen haben a UC h^onen 
die beispielsweise durch HCO,-. ^^^^J^uBt^^k^d^imr^tmtrliBd^ 

^SS^^ Nacbsp— zu Munumum M 

eemessen nach der ESCA-Methode. A^msK a vorbereitet d h. mit Hilfe von l%iger Natrium- 

8 FuTdLe Messungen wurden die Proben smndardmaB.g Y°™™;;^ 
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Tabelle2 



Natrium- 
schicht- 



Standard 



Nachsputung 



Standard 



VE-Wasser 
0,4%igCaCVVE 

• MgOa/VE 

- SrOs/VE 
Stadtwasser 

D.H> 16° 
0,4%igDextrin/ 

VE 

O^gCaO^ 
Stadtwasser 
O/V&gCaCV 
60°C Stadtwasser 
0,1%igCaSCyVE 

O^gNaaSO*^ 
- L2%igMgS0 4 /VE 



j AlkaR- 
resistenz 
in s bis 

j zum Maximum 

80-120 
145 
118 
126 

200-250 



ESCA:X/Al 
X = Ca, Mg, 
Sr, F, P 

Sl/AI Na/AI X/AI 

0,48 0,20 - 

0,47 0,02 0,07/Ca 

0,48 0,04 ?/MQ 

0,49 0,02 0,07/Sr 

0,47 0.06 0,07/Ca 



130 



Standard 



Standard 



90/115 
144 



0,4%igNaF/VE 
0,4%igNaF/* 
Stadtwasser 
0,4%]QNaF/60°C* 



182**/ 255 
362 



0,49 0,16 

0,49 0,04 

0,42 0,03 

0,42 0,03 

0,46 0,29 

0,42 0,09 



0,06/Ca 

0,08/Ca 

0,10/Ca 
0,06/P 

0,05/P 



0,47 0,33 

0,46 0,29 

0,39 0,41 

0,40 0,43 



0.13/F 

0.21/F 

0,08/Ca 

0,35/F 

O t 09/Ca 

0,19/P _ 



0,22%igLC1/VE 
0,4%igNaHCOs/ 
VE 

0,4%igNaHCO»/ 
60°C 



110/135 
210/204 

168~ 



0,31 0,01 
0,42 0,31 



0,45 0,31 - 



0,58/P 



10 



15 



20 



30 



35 



- lUK/MUta* . UJ1 = Polyviny.phosphonsaurB 
* mit Stadtwasser gespuft 
vor der Nachspuiung 

gungcrreicht. . . . M , ilik . t mit einem Si/Al-Verhaltnis von 0,4 bis 0,5 und einem Na/Al-Ver- 

_ Das Natriumschichtsilikat behalt auf fl " sc "^°™ r °| it Sta dtwasser nachgespOlt wird. 
4 h . « erfolgt ein Austausch der Na- gegen <*^™2g£I "onen, insbesondere Ca, Mg, vorhanden 
_ Durch die Nachspulung mit Stadtwasser « » dem J^fj^SSU von 200 s. Dieser Effektwird 
sind, wird die Alkaliresistenz deuthch > erhSH ^ MeBwerte Uege ^ fee D er W ert 

60° C Tauchbadtemperatur. 
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A. ^^AflBfcstenznichtwesentlich, 



^- h „ m Sahiasungenin VE-Wasser steigert die^J» £ die AUtaUres istenz 

erhdhen. 



15 



mit saiziosuuB^" - hr hohe 

l^.L3sungbehandeltwurde.mitdengieic „„ , ine m Entwickler EP26 entwckelt 

Die wesentlichen ^^V^t^kler enthalt Benzylalkohol, Mono-, Di un 

Tabelle3 



35 



40 



P51-Trager/ 
Nachbehandlung 



ohneLCI/unbehandelt 
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SKS-6! 



SKS-6 



Standard/VE-Wasser 



55 



60 



Flatten- 1 


Entwtck- 1 I 
ungszeit/ I 
EntwtaWer I 


I h 


I T 


b s 


typ : 1 














-0,26 


0.65 j 


unbe- 








schtchtet , 










+(P61) I 


60S/EP26 l 


74,7 l 


•0,82 ] 


-0,10 


-(N50) I 


603/DN-5 I 


74,7 


-1,82 


I 0.4a 




77,0 


0,08 


0,64 


unbesch. 




I -1,39 


+(P61) 
-(N50) 


60S/EP26 


74,1 


-0,64 


i 60s/DN-5 


I 75,7 


1-0,96 








177,4 


1 0,04 


I 0,55 


unbesch. 






+ (P61) 


I 60S/EP26 


171,6 




I -4.3 


-(N50) 


I 60S/DN -j 


I 73,9 







SKS-6 



= NairiumscWchtsDikat -Na^iA 



SKS _ 6 = Natrr 



iunischichtsilikat 3*-Na 2 Si 2 O s 
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Patentanspruche 



19 Tratrer aus plattcn-, folien- Oder Danmuruu 6 mrMiertem Aluminium oder ciner seiner i-eg"^ ^ 



16 Verwendung aes nam 
Trager ftir Offsetdruckplatten. 

Hierzu 6 Seitefa) Zeichnungen 
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ZEICHNUNGEN SEfTE 2 



FIG. 2 



0.6 ■■ 



0.5 - 



U ■ 



0.3- 



0.2- 



0.1 ■ 



X/AI 
( ESCA) 



Nummer; 
Int. CI. 6 : 
Offenlegur? 



DE 44 17 907 Af 
C26D 11/06 

23. November 1995 



Si/Alu.Na/Al Belegung vs.-a-Na 2 Si 2 0 5 Konzentr. 
Tauchbadtemp.60°C 

x 30s Eintauchzeit 
• 120s Eintauchzeit 



1.0 2.2 



Si/AI 



No/Al 




10 g/l 

Natriumschicht- 

silikat #-Na 2 Si 2 0 5 inVE-H 2 0 
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FIG. 3 Oxidobbou beim Al -Schichttro qer 

Nachbehandlung : 

* 17oig ^-N^Ojbei 60°C 
4 o +a/m 2 # 17oi9 Nfl 2 Si ° 3 x 5H 2 0bei60°C 

Oxidgew ° 1Voi 9 Ha *™* »5H 2 0 bei 25'C 




ZEICHNUNGEN SEtTE 4 Nummer:^ OE4417907 A1 

IntCL*: C25D 11/06 

Off enlegur^ag: 23. November 1 995 



FIB. 6 

No /Al- sowie Co/AI- Verh. nach \t- Nq^ i?0s Behandlyng jjnd 
MachspjHun g 



X/Al : 

X/AI No 

Ca 



Nachs pulunq: 




H 1 1 ' 1 

10 30 60 120 i[s] 

Eintauchzeit 
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10 30 60 120 t[s] 

Eintauchzeit 
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800 



..Max. Is] 



600 ■- 



too - 



300 - 



200 ■- 



100 -- 



rip i 

Alkoliresistenz nach Nq^Si 2 0 5 Behandlong 
Alkali- Nachspulung mit Stadt-u. VE- Wasser 
resistenz 



80 o C./ 



Tauchbadtem p. 

40°C 

60°C 

80 °C 



/ 



/ 



/ 



/ 



/ 



60°C 



Nochspulung : 



to°c 



-x- 



80°C n 

/ x 

^ to°c 

' -* 



•Stadt- 
wasser 

xVE-Wasser 



jTWL x 



+ 



10 30 60 120 t[s] 

Eintouchzeft 
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